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(54) Antireflex-Beschichtung mit stabiler Reflektivitit und Farbe unter Winkel und unter Abrasion.

(57) Ziel der Erfindung ist es, ein mechanisch bestandiges An-
tireflex-System bereit zu stellen Dazu ist ein Verfahren zur Her-
stellung eines transparenten Elements (1) vorgesehen sowie
das transparaente Element (1), umfassend ein transparentes
Substrat (3) und auf diesem Substrat (3) eine mehrlagige Anti-
reflex-Beschichtung (5), welche zumindest vier Lagen umfasst,
wobei sich Lagen (51, 53) mit hohem Brechungsindex mit La-
gen (50, 52, 54) mit niedrigerem Brechungsindex abwechseln,
und wobei die Lagen (51, 53) mit héherem Brechungsindex eine
groBere Harte als die Lagen (50, 52, 54) mit niedrigerem Bre-
chungsindex aufweisen, und wobei die oberste Lage (60) der
mehrlagigen Antireflex-Beschichtung (5) eine Lage mit niedrige-
rem Brechungsindex ist, und wobei die Lagen (5154) bei gege-
benen Brechungsindizes hinsichtlich ihrer Dicke so ausgewahit
sind, dass bei einer Reduktion der Schichtdicke der obersten La-
ge (60) um 10% oder um 10 Nanometer, je nachdem welcher
dieser beiden Falle die geringere verbleibende Schichtdicke er-
gibt, zumindest eines der folgenden Merkmale gilt

— die Farbe der Restreflexion der Antireflex-Beschichtung (5)
unter 0° Einfallswinkel bei verminderter Schichtdicke unter-
scheidet sich von der Farbe unter 0° Lichteinfallswinkel bei
unverminderter Schichtdicke der obersten Lage (60) im CIE
xyz-Farbsystem um nicht mehr als Ax=0 05, Ay=0 05, bevor-
zugt nicht mehr als Ax=0 03, Ay=0 03, besonders bevorzugt
nicht mehr als Ax=0 02, Ay=0 02,

— die photopische Reflektivitat der Antireflex-Beschichtung (5)
unter 0° Einfallswinkel bei verminderter Schichtdicke un-
terscheidet sich von der photopischen Reflektivitat unter
0° Einfallswinkel bei unverminderter Schichtdicke um nicht
mehr als AR_ph=1 5%
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